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１．概要（Summary） 

フォトダイオード上に金属のカラーフィルタを製作するこ

とで、可視光域を複数域に分光するデバイスの製作を行

う。フォトダイオード上に製作する前に、石英基板上にフィ

ルタを製作することでフィルタの特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

エリオニクス EB 描画装置 

 

・実験方法 

 石英基板上に製膜した Al 薄膜をナノ単位の精度で加

工を行うためにエリオニクス EB 描画装置を利用した。 

 尚、Al の製膜、エッチング、その他のプロセスは東北大

学工学研究科付属マイクロ・ナノマシニング研究教育セン

ターの装置を利用した。 

 製作プロセスを以下に示す。1)石英基板上に芝浦スパッ

タリング装置により、Al と EB レジストを塗布するための

SiO2 を製膜した。2)EB レジストである gl-2000-M を塗布

し、エリオニクス EB 描画装置を用いてパターニングを行

った。条件として、加速電圧:130 kV、電流：100 pA、ドー

ズ量：180 C/cm2 で行った。3)Al のエッチングを高速原

子線エッチングにより行った。4)EB レジストを O2 アッシン

グにより除去した。5)芝浦スパッタリング装置により、Al の

保護膜を成膜した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 に製作した構造の SEM 像を示す。精度よく製

作することができ、最小周期 300 nm のパターンを実現し

た。設計通りに石英基板上に製作できたので、フォトダイ

オード上に製作し分光特性を今後測定する予定である。 

 
Fig.1 SEM image of 2D nano-dot Al 

structure(period:300 nm) 
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